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I 33-0.1.10 I lE'lECIORIE RADI1\ÇCEsICNIZAN'lES.Wilma Machado Soares Santos e Tânia Paim caldas de
Abreu. (Departarrento.deFísica Nuclear do Instituto de Fisica da Universidade Federal do Rio de Ja-
I'lel.ro)•

Fbi fabricado um detectar Ce (Li) a partir de un cristal de gennânio dq:ladocem gálio, de resis
tividade entre 15,6 e 18,0 n.an. Este cristal foi <Xlllpensadoatravés de quatro difusÕes de lítio ã
tenp:!raturade 4000c dlrante 10 minutos, para prcXl.uziruma junçoo p-N.

Por rreiode um "drift" quente (24OC) CCIl\duraçoo de 40 dias e can una tensão inversa aplicada
entre 200Ve 400V, produziu-se urnaregião intrínseca (Bmn de espessura), e una região N CCIl\resisti
vidade entre 0.0 e 0.1 n·an. Nesta etapa os ions Li+ balanrearan não só os ioos negativos caTO taii\
bém os eletrcns ténnicx>sda rede. Para rrelhorara cx:rrq::ensaçãoda região intrínseca, reali:zou-se tiii
"drift" frio (100c e -200C) durante 14 dias CCIl\tensões reversas entre 200Ve 800V.

a cristal foi suaretido a tratarrentossuperficiais finais, m:ntado em criostato aprcpriado' e
resfriado a 77K, e suas características finais foram obtidas a partir de espectros de energia de,ra
diação y. (FINEP, CNPq, CNEN) • -

I 34-0.1.10 I MONITORACIIO DA ESPESSURA DE FILMES FINOS DIELtTRICOS MUL TICAMADAS POR
REFLETIVIDADE. V.A. Folz, M.L. Andreazz'a, J.M. Hickmann, R.R.S. Correia, L.F.
Motter, J.S. Hickmann, R. Francke. (tnstltuto de F~slca _ OFRGS).

A medida e o controle da espessura de filmes finos. e uma operação fundamen-
tal para garantir um bom desempenho de espelhos multicamadas, filtros, camadas an
tirefle~o, etc. Os metodos mais utilizados para tanto são: monitoração com cris~
tal de quartzo, medida da resistividade em uma amostra padrão e medida da refleti
vidade em um substrato amostra. O metodo da medida da refletividade apresenta ã
vantagem de medir a espessura ôtica nd diretamente, ao contrário dos dois primei-
ros metodos que medem a espessura fisica d. Isto facilita na obtenção de camadas
com espessura ôtica de lambda sobre quatro ou lambda sobre dois.

Na implementação deste metodo de monitoração utilizamos um laser He-Ne
(632.8nm) como fonte de luz. Este incidiu em um substrato amostra, atraves de uma
montagem adequada de espelhos, de modo a separar facilmente o feixe incidente do
feixe refletido. O feixe refletido foi focal izado sobre um fotodiodo 2N5777, do
qual se obteve um sinal para ser analisado em um osciloscôpio. A polarização do
laser de He-Ne, a posição dos substratos e dos diversos' espelhos foi feita de mo-
do a manter uma mesma polarização do feixe incidente e refletido. Com este siste-
ma obtivemos espelhos dieletricos com ate oito camadas alternadas de ZnS e MgF

2para interferômetros Fabry-Perot.

35-0.1.10 1m A 00 MlLTIFIlARsmsÍVEL À POOIÇÃOPARA'RAIa;x. E.L.A. Macchione, K.Koide, A.Bairrio
Nuevo Jr., H. Takai, O.Dietzsch. (Inst. de Física da USP, Inst. Física da USP, Univ. Federal do Rio
de Janeiro, Univ. Federal do Rio de Janeiro e Inst. de Física da Universidade de São Paulo).

Dentre os vários tipos de detetores na área de raios X, em especial na cristalografia, os d~
tetores sensíveis à posição se destacam pela sua simplicidade de construção e rapidez na. aquisição
de dados. Foi construido e encontra-se em testes um detetor sensível à posição multifilar a gás for
mado por 1 anodo e 2 catodos separados entre si por uma distância de 6mm. O anodo que á o plano in~
termediário á constituido de 9 fios de W-Au paralelos (0 = 20~m). Um dos catodos possui um sistema
de leitura constituído por pistas de cobre perpendiculares aos fios de anodo.. Estas pistas são c~

.nectadas a um conjunto de 3 linhas de atraso (50~s cada uma) conectadas em sárie. O outro catoão á
constituído de uma folha de Mylar aluminizada por onde os raios X penetram no detetor. O raio X ao
ionizar o gás, uma mistura de Ar-CH4 (90%-10%) à pressão atmosfárica, inicia um processo de avalan-
che que induz pulsos nas pistas do catodo de leitura os quais se propagam aos extremos da linha de
atraso. A diferença de tempo entre as chegadas dos pulsos nos extremos dessa linha á convertida na
informação da posição de inc~gência do raio X. Os testes iniciais do detetor com raios X de 5,9 keV
produzidos por uma fonte de Fe forneceram uma resolução d~ 380~m, sendo que a contribuição do si~
tema de colimação é de 250~. Conclui-se, portanto,qnea resolução intrísica do sistema (detetor - e-
letrÔnica associada) é da ordem de 300~m. (FAPESP-CNPq).

I 36-0.1.10 I ESPECTROMETRO <'PTICO PARA ES'!UDO DE PERFIS DE LINHAS ESPECTRAIS
Joa4 Alberto Ribeirol e Roberto I. G.lorneris(PUNBEC,-!'uDdaQão Brasileira para o
Desenvolvimento. do Ensino de C:iencias .: Instituto de '{sica da UniversidadJe de
são Paulo).

Um m&todo usado na det.rmina~ão da temperatura iOnica em plasmas , o da medi
da do alargamento Doppl.er de linhas espeCltrais. Visando esta aplica~ão, foi proje-
tado e construído um espectrometro de rede de difra~ão do tipo Czerny-Turner~
As larguras de linha a serem me"didas impÕem uma reaolu~ão mínima de 50.000 no UV.
A fim de examinar a viabilidade de construir um aparelho com esta resolu~ão,est~
dou-se os fatores que influenciam o perfil instrumental nos domínios de alta e
baixa resoluqão.Verificou-se que no domínio de alta resolu~ão,o perfil' básica-
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